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Abstract (en)
[origin: US4125650A] Resist images are hardened so that they are flow resistant at elevated temperatures by coating the image with a layer of a
quinone-diazide hardening agent and heating the image to cause the agent to react with the resist and form a hardened image.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer flieBbestandigen Resistmaske. Resistmasken werden, damit sie bei den wahrend
nachfolgende, ProzeBschritte zur Anwendung kommenden héheren Temperaturen flieBbestandig bleiben, mit einem Hartungsmittel vom o-
Chinondiazidtyp, insbesondere mit o-Chinondiazidsulfonséuren oder Carbonsauren beschichtet und auf eine Temparatur zwischen 110 und 210°C
erhitzt, um eine Reaktion des Hartungsmittels mit dem Resist herbeizufihren. die Anwendung des Hartungsmittels erfolgt in Form einer wéssrigen
oder wassrig-alkoholischen Lésung mit einem Gehalt an 0,5 bis 10 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Lésung.
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